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【手続補正書】
【提出日】令和2年3月27日(2020.3.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　前記基板上に画素毎に設けられた第１電極と、前記第１電極上に設けられた第１有機層
と、前記第１有機層上に設けられた第２電極と、を含む有機発光ダイオードと、
　前記画素の境界に沿って形成され、前記画素の発光領域に開口部を有する絶縁層と、
　第１屈折率層と、
　第２屈折率層を有し、
　前記第１屈折率層は、前記絶縁層及び前記有機発光ダイオード上に配置され、第１の屈
折率を有する材料からなり、前記絶縁層の形成領域に平面視において重畳する第１の凹部
を有し、
　前記第２屈折率層は、前記第１の凹部内に配置され、前記第１の屈折率よりも低い第２
の屈折率を有する材料からなる、
　表示装置。
【請求項２】
　前記第１屈折率層は、第１無機絶縁層と、前記第１無機絶縁層よりも上方に設けられた
第２無機絶縁層とを含み、
　前記発光領域における前記第１無機絶縁層と前記第２無機絶縁層との間に第２有機層が
設けられた、
　請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記第２有機層は、前記絶縁層の形成領域において、第２の凹部を有し、
　前記第２の無機絶縁層は、前記第２有機層の上面形状に沿って設けられ、前記第２の凹
部に沿った形状の第１の凹部を有し、前記第１の無機絶縁層と、前記第２無機絶縁層は、
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前記第２の凹部で接する、
　請求項２に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記絶縁層が、その上面に第３の凹部を有し、
　前記絶縁層の形成領域において、前記第１屈折率層が、前記絶縁層の上面形状に沿った
形状を有し、
　前記第１の凹部が、平面視において前記第３の凹部と重畳する、
　請求項１乃至３のいずれか一つに記載の表示装置。
【請求項５】
　前記第１の凹部は、前記第１の凹部の開口側に湾曲する内側面を含む、
　請求項１乃至４のいずれか一つに記載の表示装置。
【請求項６】
　前記第１屈折率層は、Ｓｉを含む、
　請求項１乃至５のいずれか一つに記載の表示装置。
【請求項７】
　前記第２屈折率層は、構成材料として、空気、窒素ガス、及び透明性を有する有機材料
の内のいずれか一つを含む、
　請求項１乃至６のいずれか一つに記載の表示装置。
【請求項８】
　前記第１の凹部は、平面視において１又は複数の前記発光領域を囲うように設けられた
、
　請求項１乃至７のいずれか一つに記載の表示装置。
【請求項９】
　前記第１の凹部は、平面視において略長方形状の領域に形成され、
　前記略長方形状は、長辺の長さが短辺の長さの２倍以上である、
　請求項８に記載の表示装置。
【請求項１０】
　基板を準備する工程と、
　前記基板上に画素毎に設けられた第１電極と、前記第１電極上に設けられた第１有機層
と、前記第１有機層上に設けられた第２電極と、を含む有機発光ダイオードを設ける工程
と、
　前記画素の境界に沿って形成され、前記画素の発光領域に開口部を有する絶縁層を形成
する工程と、
　前記絶縁層及び前記有機発光ダイオード上に配置され、第１の屈折率を有する材料から
なり、前記絶縁層の形成領域に平面視において重畳する第１の凹部を有する第１屈折率層
を形成する工程と、
　前記第１の凹部内に配置され、前記第１の屈折率よりも低い第２の屈折率を有する材料
からなる第２屈折率層を形成する工程と、
　を含む、表示装置の製造方法。
【請求項１１】
　前記第１屈折率層を形成する工程は、第１無機絶縁層を形成する工程と、前記第１無機
絶縁層よりも上方に設けられた第２無機絶縁層を形成する工程とを含み、
　前記第１無機絶縁層を形成した後、前記第２無機絶縁層を形成する前に、前記第１無機
絶縁層の上方に第２有機層を形成する工程を含む、
　請求項１０に記載の表示装置の製造方法。
【請求項１２】
　前記第２有機層を形成する工程において、前記絶縁層の形成領域における前記第２有機
層の上面においては第２の凹部を形成し、
　前記第２無機絶縁層を形成する工程においては、スパッタ又は蒸着により前記第２有機
層の上面形状に沿って前記第２無機絶縁層を形成し、前記第２無機絶縁層に、前記第２の
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凹部に沿った形状の第１の凹部を形成する、
　請求項１１に記載の表示装置の製造方法。
【請求項１３】
　前記絶縁層を形成した後に、前記絶縁層の上面に第３の凹部を形成し、
　前記絶縁層の上方に蒸着又はスパッタにより前記第１無機絶縁層を形成することにより
、前記第３の凹部に沿った形状の第１の凹部を有する前記第１屈折率層を形成する、
　請求項１０に記載の表示装置の製造方法。
【請求項１４】
　基板と、
　前記基板上に画素毎に設けられた第１電極と、前記第１電極上に設けられた発光層と、
を含む発光ダイオードと、
　前記画素の境界に沿って形成された溝部を有する充填層と、
　第１屈折率層と、
　第２屈折率層を有し、
　前記第１屈折率層は、前記充填層及び前記発光ダイオード上に配置され、第１の屈折率
を有する材料からなり、前記溝部を覆い、
　前記第２屈折率層は、前記溝部内の前記第1屈折率層上に配置され、前記第１の屈折率
よりも低い第２の屈折率を有する材料からなる、
　表示装置。
【請求項１５】
　前記基板と対向し、前記第1屈折率層上に載置される対向基板をさらに有し、
　前記第２屈折率層は、前記溝部内の前記第1屈折率層と前記対向基板の間に充填されて
いる、
　請求項１４に記載の表示装置。
【請求項１６】
　前記第１屈折率層は無機絶縁膜であり、
　前記第２屈折率層は空気、窒素ガス、又はアクリル系樹脂である、
　請求項１５に記載の表示装置。
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摘要(译)

本发明的目的是提高从有机发光二极管发射的光相对于其发光表面在倾
斜方向上的光提取效率。解决方案：根据本公开的显示装置包括基板，
为基板上的每个像素提供的第一电极，设置在第一电极上的第一有机
层，第一有机层一种有机发光二极管，包括设置在有机发光二极管上的
第一电极和第二电极;具有在区域中具有开口，并且第一折射率层，具有
第二折射率层的绝缘层，所述第一折射率层是在绝缘层和在所述第一有
机发光二极管上第一凹部由具有折射率的材料制成并且在平面图中形成
有绝缘层的区域中重叠，可折叠层由设置在第一凹入部分中并具有低于
第一折射率的第二折射率的材料制成。
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